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内容概要

　　《微电子器件芯片制造与设计》以简洁的语言、明晰的思路系统地介绍了芯片制造技术和芯片设
计技术。
教材内容分三个项目，内容包括：项目一，微电子芯片制造中环境净化控制；项目二，微电子芯片制
造技术，其中包含三极管的制造、MOS管的制造、集成电路芯片的制造三个任务；项目三，微电子芯
片的设计，其中包含三极管的设计、MOS 管的设计、集成电路芯片的设计三个任务。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<微电子器件芯片制造与设计>>

书籍目录

项目一　微电子芯片制造的净化控制任务1-1　厂房净化控制任务1-2　微电子芯片生产用水净化控制
任务1-3　微电子芯片生产设备污染的净化控制任务1-4　微电子芯片制造过程中对人员净化的控制项
目二　微电子器件芯片制造任务2-1　三极管芯片的制造任务2-2　MOS晶体管芯片的制造任务2-3　双
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章节摘录

　　（2）掩膜的储存、运输及操作也非常困难。
（3）从EUV辐射的残骸可能会破坏EUV系统的光学镜片。
（4）反射式光学系统难以设计成大的NA，造成分辨率无法提高。
浸入式光刻技术：浸入式光刻是指在曝光镜头和硅片之间充满水（或其他液体）而不是空气。
它是利用光通过液体介质后光源波长缩短来提高光刻分辨率，其缩短的倍率即为液体介质的折射率。
例如，在193nm光刻机（水是最佳液体）中，在光源与胶膜之间加入水作为介质，水的折射率约为1.4
，则波长可缩短为193／1.4=132nm，分辨率可达65nm。
如果放的液体不是水，或者是其他液体，但折射率比1.4高时，那实际分辨率可以非常方便地再次提高
，这也是浸入式光刻技术能很快普及的原因。
但浸入式光刻技术存在很多挑战，如对置于水中的硅片和光刻性能带来的影响、溶液中气泡的影响、
水迹及硅片背面污染等问题、磨料中水吸附如何进行CD控制、模样外形控制等。
Nikon独创的局部填充技术消除了浸入式光刻设备产生的缺陷，解决了气泡、水迹以及硅片背部污染
等问题。
目前国际上光刻机的制造几乎处于垄断地位，最大的三家生产商为荷兰ASML、美国Nikon Precision和
日本Canon。
从2004年起，这几家公司就提供193nm浸入式光刻机样品供各大芯片制造商使用。
至今，已开发出多种型号的193nm浸入式光刻机。
如ASML于2004年推出的NA为0.75、特征尺寸为90nm的193nm浸入式光刻机TwinScanAT：1150i；
于2005年推出的NA为0.85、特征尺寸为65nm的193nm浸入式光刻机TwinScanAT：1150i。
Nikon Precision公司在于2006年下半年推出的NA为1.3、特征尺寸为45nm的193nm浸入式光刻机S610C等
。
纳米压印技术：纳米压印术是软刻印术的发展，它采用绘有纳米图案的刚性压模将基片上的聚合物薄
膜压出纳米级图形，再对压印件进行常规的刻蚀、剥离等加工，最终制成纳米结构和器件。
这种技术可以大批量重复性地在大面积上制备纳米图形结构，并且所制出的高分辨率图案具有相当好
的均匀性和重复性。
该技术还有制作成本极低、简单易行、效率高等优点。
因此，与电子束光刻、X射线光刻、极短紫外线光刻、浸入式光刻等新兴光刻工艺相比，纳米压印术
具有不逊的竞争力和广阔的应用前景。
目前，这项技术最先进的程度已达到5nm以下的水平。
它有热压印、紫外压印、微接触压印三种不同的实现方法。
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